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1.   はじめに 

	 境界領域プラズマにおけるイオン挙動の理

解は、第一壁やダイバータ板等のプラズマ対向

機器への熱・粒子負荷の観点だけではなく、閉

じ込め改善の観点からも重要な課題である。本

研究ではプローブを用いたイオン温度計測結

果から、粒子輸送への影響も大きい、磁場に対

するイオン温度異方性の評価を行った。 

2.   プローブによるイオン温度評価 

	 高いイオン温度を有するタンデムミラー型

プラズマ装置GAMMA10/PDXの開放端磁場領
域に設置されたダイバータ模擬実験モジュー

ル(D-module)内のプローブの解析結果について
述べる。図１に解析に用いたD-module内のプロ
ーブ配置と磁場構造を示す。左端オリフィスか

ら入射したプラズマは、V字型ターゲット板で
終端する。今回の解析にはプラズマ流入部に近

い、同じ磁束管上に配置された点線で囲こまれ

た3つのプローブ（ラングミュアプローブ(LP)x2, 
イオンセンシティブプローブ(ISP)x1）を用いた。 
	 一般に、LPではその電流-電圧特性から電子
温度 (Te) を評価するが、Ti >> Te の場合には、
イオン飽和電流Iisは(1)式のように表せる。 

	 	  
電子密度を電子飽和電流Ie0から見積もるとする

と、(1)式は次のように表すことができ、イオン
飽和電流からTiを見積もることができる。 

	 	  
ここで、γ: 比熱比、mi, me: イオン, 電子質量、
Si, Se: イオン, 電子に対する実効的プローブ表
面積である。図２に(2)式を用いて評価したTiを

示す。γの値によって幅のある値を示している
が、これらは垂直成分の寄与が強いと考えられ

るISPの電流-電圧特性から見積もられるTi (◆)
より高い値であり、磁場に対する強い異方性を

示唆していると考えられる。講演では、これら

イオン温度評価の妥当性やプローブにおける

イオン捕集の物理機構などについて議論する

予定である。	 

	 本研究は、JSPS科研費 No. 25420888, 自然科
学研究機構・核融合科学研究所一般共同研究 
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図１：GAMMA10/PDX 開放端磁場領域に設
置された D-module 内のプローブ配置
と磁力線構造 

 
図２：(2)式より評価した Ti の磁力線 Z方向

分布（◆のみ従来の ISP解析によるTi）. 
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